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（論文題目）  PVD コーティング膜と基材の密着性および物性向上に関する研究 
   





























ずしも PVD 膜の密着性を評価していないと考察している． 
 第 4 章では，上記結果に基づき，新しい評価法を提案している．上に述べた評価法のうち，
圧痕試験では，圧痕直下ではなく，むしろ圧子と接していない周辺部で剥離が観察されるこ







 第５章では，TIN膜ではなく，CrN膜単層，および Cr膜形成後，CrN膜を形成させた 2層
膜の２種類の試料について，上記同様，３点曲げ変形の間歇的観察を行っている．TiN 膜と





TiN, 基材は SKD11および SKD61 とした結果について論述している．硬さは SKD11の方が






ことが重要であり，これらを統合した評価によって新たな PVD 処理法を開発するとしている． 
 
２．論文審査結果の要旨 
























 よって本論文は博士（工学）の学位論文として価値のあるものと認める。また、平成 27 年 1 月 15 日，
論文内容およびそれに関連する事項について試問を行った結果、合格と判定した。                   
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